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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、（Ａ）エチレン性不飽和化合物、（Ｂ）光重合開始剤及び（Ｃ）高分子結
合剤、を含有する光重合性感光層を有する感光性平版印刷版において、該感光層が（Ｄ）
２５℃におけるｐＫｂが７以下であるアミンを含有し、且つ、該感光層上に保護層を有さ
ず、そして光重合性感光層の全構成成分の重量平均分子量が３．５万以上であることを特
徴とする感光性平版印刷版。
【請求項２】
　該アミンの常圧下での沸点が８０℃以上であることを特徴とする請求項１記載の感光性
平版印刷版。
【請求項３】
　光重合性感光層中における、分子量５０００以下の成分が５０重量％以下であることを
特徴とする請求項１又は２に記載の感光性平版印刷版。
【請求項４】
　エチレン性不飽和化合物が、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基含有ホ
スフェート類を含有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の感光性平版印
刷版。
【請求項５】
　光重合開始剤がチタノセン化合物又はｓ－トリアジン化合物を含有することを特徴とす
る請求項１～４のいずれかに記載の感光性平版印刷版。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光重合性感光性平版印刷版に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、コンピュータに入力し編集されたデジタルデータをレーザー走査線により直接感光
性平版印刷版上に出力する製版システム（ＣＴＰ）の実用化が進み、光重合性組成物から
なる感光層を用いた感光性平版印刷版の成長も著しい。従来の光重合性感光性平版印刷版
は酸素による重合阻害を受けやすいため、充分な感度を保有させるために、実用上は感光
層上に酸素による重合阻害作用を防止するための酸素遮断層（保護層）が設けられている
。
しかしながら、今後のプロッターのレーザー強度の向上等の露光機技術の進歩により、酸
素遮断層としての保護層の必要性は少なくなってくると予想される。保護層の省略が可能
であれば、製造上の手間やコストの削減、さらには現像処理の簡略化や現像廃液のクリー
ン化にも繋がる。
【０００３】
一方、従来の光重合性感光性平版印刷版は、保護層を有さない場合、数日以内にカブリ（
暗反応が進行し、現像による非画像部の除去が出来なくなる現象）が生じてしまうため、
保護層は上記酸素遮断層としての役割だけではなく、保存安定性を維持させる役割も担っ
ている。
従って、この様に露光技術の改良で保護層が不要となったとしても、保存安定性が確保さ
れない限り実用上問題となる。
一方、光重合性感光性組成物での重合開始系の組み合わせは種々知られていて、アミンは
古くから重合加速剤としての効果が認められており、例えば特定のラジカル発生剤と３級
アミンとの組み合せが高感度であることが知られている（特公昭５９－２８３２６）。
但し、この場合も、具体例は保護層を使用している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明は、保護層のない状態でも充分な保存安定性を確保することで、従来、実用
レベルでは必須であった保護層を不要とした感光性平版印刷版を提供することを目的とす
るものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、感光層に特定のアミンを含有し、
かつ、感光層上に保護層を有さない感光性平版印刷版が、前記目的を達成し得ることを見
出し本発明を完成したものである。
即ち、本発明は、支持体上に、（Ａ）エチレン性不飽和化合物、（Ｂ）光重合開始剤及び
（Ｃ）高分子結合剤、を含有する光重合性感光層を有する感光性平版印刷版において、該
感光層が（Ｄ）２５℃におけるｐＫｂが７以下であるアミンを含有し、且つ、該感光層上
に保護層を有さないことを特徴とする感光性平版印刷版に存する。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明の感光性平版印刷版は、支持体上に光重合性組成物からなる感光層が設けられたも
のである。
【０００７】
支持体としては、例えば、アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、クロム、ニッケル、
鉄等の金属又はそれらを主成分とした合金の板、それらの金属又は合金をメッキ又は蒸着
した金属板、それらの金属の箔を貼着した紙、上質紙、アート紙、剥離紙等の紙、ガラス
、セラミックス等の無機質板、ポリエチレンテレフタレート、ポリメチルメタクリレート
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、ポリアミド、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、セルローストリアセテー
ト、セルロースアセテートブチレート等のプラスチックシート、それらのプラスチックを
塗布した紙等が挙げられ、中で、アルミニウム板（アルミニウム合金板も含む）が特に好
ましく、その厚さは、通常、０．０１～１０ｍｍ程度、好ましくは０．０５～１ｍｍ程度
である。
【０００８】
アルミニウム板支持体としては、その表面への光重合性組成物からなる感光層の形成に先
立ち、通常、脱脂処理、粗面化処理（砂目立て処理）、デスマット処理、陽極酸化処理、
封孔処理、下引き処理等が施されたものが用いられる。
【０００９】
ここで、脱脂処理は、溶剤を用いて拭き取り、浸漬、又は蒸気洗浄する方法、アルカリ水
溶液を用いて浸漬、又は噴霧した後、酸水溶液で中和する方法、界面活性剤を用いて浸漬
、又は噴霧する方法等の常法に従ってなされる。
【００１０】
又、粗面化処理（砂目立て処理）は、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、ホ
ーニング研磨法、バフ研磨法等の機械的処理方法、或いは、電解エッチング法、化学エッ
チング法等の常法により、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に規定される平均粗さＲａが０．１～１．
５μｍ程度、好ましくは０．２～１．０μｍ程度となるようになされる。
【００１１】
又、必要に応じてなされるデスマット処理は、硫酸、硝酸、塩酸、燐酸、クロム酸等の酸
、又は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタ珪酸ナトリウム、燐酸ナトリウム、ピ
ロ燐酸ナトリウム、燐酸カリウム、アルミン酸ナトリウム等のアルカリの水溶液を用いて
浸漬、又は噴霧する等の常法に従ってなされる。
【００１２】
又、陽極酸化処理は、通常、硫酸単独、又は硫酸を主体とし、修酸、燐酸、クロム酸、マ
ロン酸等を含む水溶液を電解液とし、アルミニウム板を陽極として電解を行うことにより
なされ、これにより形成される酸化皮膜量は、１～１００ｍｇ／ｄｍ2 、特には１０～５
０ｍｇ／ｄｍ2 であるのが好ましい。
【００１３】
又、必要に応じてなされる封孔処理は、沸騰水、水蒸気、珪酸ナトリウム水溶液、重クロ
ム酸塩水溶液等を用いて浸漬、又は噴霧する等の常法に従ってなされる。
【００１４】
又、必要に応じてなされる下引き処理は、カチオン性４級アンモニウム塩基を有する樹脂
、ポリビニルホスホン酸、澱粉、セルロース等の水溶性高分子、フッ化ジルコン酸等の金
属塩の水溶液等を用いて浸漬、又は噴霧する等の常法に従ってなされる。
【００１５】
前記支持体上に形成される感光層を構成する光重合性組成物としては、（Ａ）エチレン性
不飽和化合物、（Ｂ）光重合開始剤、（Ｃ）高分子結合剤、（Ｄ）２５℃におけるｐＫｂ
が７以下であるアミン、を必須成分として含有するものである。
【００１６】
成分（Ａ）としてのエチレン性不飽和化合物とは、光重合性組成物が活性光線の照射を受
けたときに、光重合開始剤系の作用により付加重合し、場合により架橋、硬化するような
エチレン性不飽和結合を有する単量体を言う。尚、ここで言う単量体の意味するところは
、いわゆる重合体に相対する概念であって、狭義の単量体以外にも、二量体、三量体、そ
の他オリゴマーをも包含するものとする。
【００１７】
本発明において、エチレン性不飽和化合物としては、エチレン性不飽和結合を１分子中に
１個有する化合物、具体的には、例えば、アクリル酸、メタクリル酸（尚、以降、「アク
リル」及び「メタクリル」を纏めて「（メタ）アクリル」と言う場合がある。）、クロト
ン酸、イソクロトン酸、マレイン酸、イタコン酸、シトラコン酸等の不飽和カルボン酸、
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及びそのアルキルエステル、（メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクリルアミド、スチ
レン等、であってもよいが、エチレン性不飽和結合を１分子中に２個以上有する化合物が
好ましい。
【００１８】
エチレン性不飽和化合物としては、（ａ）不飽和カルボン酸と脂肪族ポリヒドロキシ化合
物とのエステル類、（ｂ）アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基含有ホスフ
ェート類、（ｃ）ウレタン（メタ）アクリレート類、（ｄ）エポキシ（メタ）アクリレー
ト類等が挙げられる。
不飽和カルボン酸と脂肪族ポリヒドロキシ化合物とのエステル類としては前記の如き不飽
和カルボン酸と、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール
、テトラエチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、１，３
－ブタンジオール、テトラメチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ヘキサメチレ
ングリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタ
エリスリトール、ジペンタエリスリトール、ソルビトール等の脂肪族ポリヒドロキシ化合
物とのエステル類があり、具体的には、例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレ
ート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ
）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート、１，３－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、テトラ
メチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリ
レート、ヘキサメチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールエタントリ
（メタ）アクリレート、テトラメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、トリメチロ
ールプロパントリ（メタ）アクリレート、グリセロールジ（メタ）アクリレート、グリセ
ロールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ペン
タエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、ジペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテ
トラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペ
ンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ソルビトールトリ（メタ）アクリレー
ト、ソルビトールテトラ（メタ）アクリレート、ソルビトールペンタ（メタ）アクリレー
ト、ソルビトールヘキサ（メタ）アクリレート、及び同様のクロトネート、イソクロトネ
ート、マレエート、イタコネート、シトラコネート等が挙げられる。
アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基含有ホスフェート類としては、特に、
下記一般式(Ia)又は(Ib)で表されるものが好ましい。
【００１９】
【化１】

【００２０】
〔式(Ia)及び(Ib)中、Ｒ1 は水素原子又はメチル基を示し、ｎは１～２５の整数、ｍは１
、２、又は３である。〕
【００２１】
ここで、ｎは１～１０、特に１～４であるのが好ましく、これらの具体例としては、例え
ば、メタクリロイルオキシエチルホスフェート、ビス（メタクリロイルオキシエチル）ホ
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スフェート、メタクリロイルオキシエチレングリコールホスフェート等が挙げられ、これ
らはそれぞれ単独で用いても混合物として用いてもよい。
【００２２】
ウレタン（メタ）アクリレート類としては、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、
トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等の脂肪族ポリイソシアネート、シクロヘキ
サンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等の脂環式ポリイソシアネート、ト
リレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネ
ート等の芳香族ポリイソシアネート等のポリイソシアネート化合物と、ヒドロキシメチル
（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、グリセロールジ（メタ
）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、テトラメチロールエ
タントリ（メタ）アクリレート等の不飽和ヒドロキシ化合物とのウレタン（メタ）アクリ
レート類があり、具体的には、例えば、ヘキサメチレンビス〔（メタ）アクリロイルオキ
シメチルウレタン〕、ヘキサメチレンビス〔（メタ）アクリロイルオキシエチルウレタン
〕、ヘキサメチレンビス｛トリス〔（メタ）アクリロイルオキシメチル〕メチルウレタン
｝、ヘキサメチレンビス｛トリス〔（メタ）アクリロイルオキシメチル〕エチルウレタン
｝等が挙げられる。
【００２３】
エポキシ（メタ）アクリレート類としては、例えば、（ポリ）エチレングリコールポリグ
リシジルエーテル、（ポリ）プロピレングリコールポリグリシジルエーテル、（ポリ）テ
トラメチレングリコールポリグリシジルエーテル、（ポリ）ペンタメチレングリコールポ
リグリシジルエーテル、（ポリ）ネオペンチルグリコールポリグリシジルエーテル、（ポ
リ）ヘキサメチレングリコールポリグリシジルエーテル、（ポリ）トリメチロールプロパ
ンポリグリシジルエーテル、（ポリ）グリセロールポリグリシジルエーテル、（ポリ）ソ
ルビトールポリグリシジルエーテル等のポリエポキシ化合物と、ヒドロキシメチル（メタ
）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート等のヒドロキシ（メタ）アクリ
レート化合物とのエポキシ（メタ）アクリレート類が挙げられる。
【００２４】
更に、上記以外のエチレン性不飽和化合物としては、例えば、前記の如き不飽和カルボン
酸と、メチレンジアミン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、ヘキサメチレンジ
アミン等の脂肪族ポリアミン化合物とのアミド類があり、具体的には、例えば、メチレン
ビス（メタ）アクリルアミド、エチレンビス（メタ）アクリルアミド、ジエチレントリア
ミントリス（メタ）アクリルアミド、ヘキサメチレンビス（メタ）アクリルアミド等が挙
げられる。
【００２５】
更に、例えば、ヒドロキノンジ（メタ）アクリレート、レゾルシンジ（メタ）アクリレー
ト、ピロガロールトリ（メタ）アクリレート等の芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カ
ルボン酸とのエステル類、エチレングリコールの（メタ）アクリロイルエチレンオキシド
付加物、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンの（メタ）アクリロイルジエ
チレンオキシド付加物等の（メタ）アクリルヒドロキシ化合物類、及び、エチレングリコ
ールと（メタ）アクリル酸とフタル酸との縮合物、ジエチレングリコールと（メタ）アク
リル酸とマレイン酸との縮合物、ペンタエリスリトールと（メタ）アクリル酸とテレフタ
ル酸との縮合物、ブタンジオールとグリセリンと（メタ）アクリル酸とアジピン酸との縮
合物等のポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸と多価カルボン酸との縮合物類等が挙
げられる。
【００２６】
上記の中で（メタ）アクリロイルオキシ基含有ホスフェート類を含有するのが好ましく、
光重合性組成物の一成分としての前記エチレン性不飽和化合物全体に占めるその含有量は
、１～６０重量％、特には２～４０重量％であるのが好ましい。この範囲においては、感
光層としての露光感度、耐刷性が向上すると共に、現像性（非画線部の汚れ）が改善され
る。
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【００２７】
又、本発明において、光重合性組成物の成分（Ｂ）としての光重合開始剤は、通常、ラジ
カル発生剤と増感剤、場合により、更に重合加速剤を含む。ラジカル発生剤は、光重合性
組成物が活性光線の照射を受けたときに、活性ラジカルを発生し、前記エチレン性不飽和
化合物を重合に到らしめる化合物であって、例えば、特開昭５９－１５２３９６号、特開
昭６１－１５１１９７号、特開昭６３－４１４８４号、特開平２－２４９号、特開平２－
４７０５号、特開平５－８３５８８号各公報等に記載されるチタノセン化合物、特公平６
－２９２８５号公報等に記載されるヘキサアリールビイミダゾール化合物、特開昭５３－
１３３４２８号公報、特開平４－３１８６３号公報、特開平６－４３６３３号公報、英国
特許１３８８４９２号明細書、若林等;Bull.Chem.Soc.Japan;42,2924(1969)、F.C.Schaef
er等;J.Org.Chem.;29,1527(1964)等に記載されるｓ－トリアジン化合物、特開昭６２－１
４３０４４号公報、特開昭６２－１５０２４２号公報、特開平５－５９８８号公報、特開
平５－１９７０６９号公報等に記載される有機ホウ素化合物、ジアリールヨードニウム塩
、カルボニル化合物、及び有機過酸化物等が挙げられる。中で、光重合性組成物としての
感度、プロッターへの適応波長、支持体に対する密着性、及び、保存安定性等の面から、
チタノセン化合物、ヘキサアリールビイミダゾール化合物、ｓ－トリアジン化合物、及び
有機ホウ素化合物が好ましく、チタノセン化合物及びｓ－トリアジン化合物が特に好まし
い。
【００２８】
ここで、チタノセン化合物としては、具体的には、例えば、ジシクロペンタジエニルチタ
ニウムジクロライド、ジシクロペンタジエニルチタニウムビスフェニル、ジシクロペンタ
ジエニルチタニウムビス（２，４－ジフルオロフェニル）、ジシクロペンタジエニルチタ
ニウムビス（２，６－ジフルオロフェニル）、ジシクロペンタジエニルチタニウムビス（
２，４，６－トリフルオロフェニル）、ジシクロペンタジエニルチタニウムビス（２，３
，５，６－テトラフルオロフェニル）、ジシクロペンタジエニルチタニウムビス（２，３
，４，５，６－ペンタフルオロフェニル）、ジ（メチルシクロペンタジエニル）チタニウ
ムビス（２，６－ジフルオロフェニル）、ジ（メチルシクロペンタジエニル）チタニウム
ビス（２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニル）、ジシクロペンタジエニルチタニ
ウムビス〔２，６－ジフルオロ－３－（１－ピロリル）フェニル〕等のジシクロペンタジ
エニル構造、或いはジシクロペンタジエニル構造とビフェニル構造を有するチタン系化合
物が挙げられ、ビフェニル構造がハロゲン原子で置換されているのが好ましい。
【００２９】
又、ヘキサアリールビイミダゾール化合物としては、具体的には、例えば、２，２’－ビ
ス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ（ｐ－クロロフェニル）ビイミ
ダゾール、２，２’－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ（ｏ，
ｐ－ジクロロフェニル）ビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ，ｐ－ジクロロフェニル）
－４，４’，５，５’－テトラ（ｏ，ｐ－ジクロロフェニル）ビイミダゾール、２，２’
－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ（ｐ－フルオロフェニル）
ビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ
（ｏ，ｐ－ジブロモフェニル）ビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－ブロモフェニル）
－４，４’，５，５’－テトラ（ｏ，ｐ－ジクロロフェニル）ビイミダゾール、２，２’
－ビス（ｏ－ブロモフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ（ｐ－ヨードフェニル）ビ
イミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－ブロモフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ（
ｏ－クロロ－ｐ－メトキシフェニル）ビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－クロロフェ
ニル）－４，４’，５，５’－テトラ（ｐ－クロロナフチル）ビイミダゾール等のハロゲ
ン置換芳香族環を有するヘキサアリールビイミダゾール化合物が挙げられる。
【００３０】
又、ｓ－トリアジン化合物としては、例えば、２－（４－メトキシフェニル）－４，６－
ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４－メトキシナフチル）－４，６－
ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４－エトキシナフチル）－４，６－
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ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４－エトキシカルボニルナフチル）
－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン等のハロメチル化ｓ－トリアジン
化合物が挙げられる。
本発明においてラジカル発生剤として用いられる有機ホウ素化合物は下記式(II)で表され
る基本構造を有する化合物である。
【００３１】
【化２】

【００３２】
〔式(II)中、Ｒ2 、Ｒ3 、Ｒ4 、及びＲ5 は各々独立して、置換基を有して　いてもよい
アルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキ
ル基、置換基を有していてもよいアルカリール基、置換基を有していてもよいアルケニル
基、置換基を有していてもよいアルキニル基、置換基を有していてもよい脂環式基、又は
置換基を有していてもよい複素環基を示し、これらは互いに連結して環状構造を形成して
いてもよく、Ｘ+ は対カチオンを示す。〕
ここで、Ｒ2 、Ｒ3 、Ｒ4 、及びＲ5 のアルキル基、及び脂環式基としては、炭素数が１
～１０のものが、アルケニル基、及びアルキニル基としては、炭素数が１～１５のものが
、又、アリール基、アラルキル基、及びアルカリール基としては、炭素数が６～２０のも
のが、それぞれ好ましく、アリール基としてはフェニル基が特に好ましい。又、それらの
置換基としてはアルキル基、アルコキシ基、カルボキシ基、アシルオキシ基、アルコキシ
カルボニル基、ヒドロキシ基、アミノ基、アルキルアミノ基、ハロゲン化アルキル基、又
はハロゲン原子等が挙げられ、ハロゲン原子が特に好ましい。
安定性並びに高重合活性の観点からＲ2 ～Ｒ5 の内３個が置換基を有してもよいアリール
基、１個が置換基を有していてもよいアルキル基であるトリアリールアルキルホウ素化合
物が好ましい。
【００３３】
また、ホウ素と結合したアリール基同士が下記式(IIIa)、(IIIb)のように化学結合を有し
たものも好ましい。なお、ここで、Ｒはアルキル基である。
【００３４】
【化３】

【００３５】
これらの有機ホウ素化合物における好ましいアニオンの具体例としては、例えば、ｎ－ブ
チル－トリフェニルホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（ｐ－メチルフェニル）ホウ素
アニオン、ｎ－ブチル－トリス（２，４，６－トリメチルフェニル）ホウ素アニオン、ｎ
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－ブチル－トリス（ｐ－メトキシフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（ｐ－
クロロフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（ｍ－フルオロフェニル）ホウ素
アニオン、ｎ－ブチル－トリス（ｐ－フルオロフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－
トリス（２，６－ジフルオロフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（２，４，
６－トリフルオロフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（２，３，４，５，６
－ペンタフルオロフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（ｍ－トリフルオロメ
チルフェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（３，５－ジ－トリフルオロメチル
フェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ブチル－トリス（２，６－ジフルオロ－３－ピロリルフ
ェニル）ホウ素アニオン、ｎ－ヘキシル－トリス（ｍ－フルオロフェニル）ホウ素アニオ
ン等が挙げられる。
対カチオンとしては特開昭６２－１４３０４４号公報、特開昭６２－１５０２４２号公報
に記載のカチオン染料のような可視光領域に吸収のあるものは安定性の点で劣るため、で
きるだけ可視光領域に吸収の無いものが好ましい。例えば、アンモニウム、ホスホニウム
、アルソニウム、スチボニウム、オキソニウム、スルホニウム、セレノニウム、スタンノ
ニウム、ヨードニウム等のオニウムカチオン基、遷移金属配位カチオン錯体等を挙げるこ
とができる。中でも、アンモニウムカチオンが好ましく、テトラアルキル（炭素数１～１
０）アンモニウムカチオンが特に好ましい。
上記条件を満たす有機ホウ素化合物としては、例えば、特開平９－１８８６８６号公報、
特開平９－１８８６８５号公報、特開平９－１８８７１０号公報、特開平９－１０６２４
２号公報、特開平８－２１７８１３号公報に記載の有機ホウ素アンモニウム錯体、特開平
６－１５７６２３号公報、特開平６－１７５５６４号公報、特開平６－１７５５６１号公
報に記載の有機ホウ素スルホニウム錯体あるいは有機ホウ素オキソスルホニウム錯体、特
開平６－１７５５５４号公報、特開平６－１７５５５３号公報に記載の有機ホウ素ヨード
ニウム錯体、特開平９－１８８７１０号公報に記載の有機ホウ素ホスホニウム錯体、特開
平６－３４８０１１号公報、特開平７－１２８７８５号公報、特開平７－１４０５８９号
公報、特開平７－３０６５２７号公報、特開平７－２９２０１４号公報等の有機ホウ素遷
移金属配位錯体等を具体例として挙げることができる。
このような化合物の具体例としては、例えば以下の化合物を挙げることができる。なお、
以下の例示において、Ｍｅはメチル基を、Ｅｔはエチル基を、Ｂｕはブチル基をそれぞれ
示す。
【００３６】
【化４】
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【化５】
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【００３８】
【化６】
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【００３９】
又、活性光線の照射時に前記ラジカル発生剤を活性化して効果的に活性ラジカルを発生さ
せるための増感剤としては、照射する活性光線の波長に応じて適宜選択されるが、例えば
、米国特許第３４７９１８５号明細書に開示されるロイコクリスタルバイオレットやロイ
コマラカイトグリーン等のトリフェニルメタン系ロイコ色素、エリスロシンやエオシンＹ
等の光還元性染料、米国特許第３５４９３６７号、同第３６５２２７５号各明細書に開示
されるミヒラーズケトンやアミノスチリルケトン等のアミノフェニルケトン類、米国特許
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第３８４４７９０号明細書に開示されるβ－ジケトン類、米国特許第４１６２１６２号明
細書に開示されるインダノン類、特開昭５２－１１２６８１号公報に開示されるケトクマ
リン類、特開昭５９－５６４０３号公報に開示されるアミノスチレン誘導体やアミノフェ
ニルブタジエン誘導体、米国特許第４５９４３１０号明細書に開示されるアミノフェニル
複素環類、米国特許第４９６６８３０号明細書に開示されるジュロリジン複素環類、特開
平５－２４１３３８号公報に開示されるピロメテン系色素、及び、フタロシアニン系色素
、シアニン系色素、アントラキノン系色素、アミニウム系色素、イミニウム系色素、ジイ
ンモニウム系色素、チオールニッケル系色素、ナフトキノン系色素、フルギド系色素等の
化合物が挙げられる。
【００４０】
又、光重合開始能力を高めるための重合加速剤として、例えば、２－メルカプトベンゾチ
アゾール、２－メルカプトベンズイミダゾール、２－メルカプトベンズオキサゾール、３
－メルカプト－１，２，４－トリアゾール等のメルカプト基含有化合物類、Ｎ，Ｎ－ジア
ルキルアミノ安息香酸エステル（尚、このエステルとしては、メチル、エチル、プロピル
、ベンジル等、置換基を有していてもよいアルキル基のエステルが好ましい。）、Ｎ－フ
ェニルグリシン、又はそのアンモニウムやナトリウム塩等の塩、同上のエステル等の誘導
体、アニリノプロピオン酸、又はそのアンモニウムやナトリウム塩等の塩、同上のエステ
ル等の誘導体等の芳香族核を有するアミノ酸又はその誘導体類等の水素供与性化合物であ
って、好ましくは分子量が２０００以下、特に好ましくは１０００以下の化合物が挙げら
れる。
【００４１】
光重合性組成物の成分（Ｃ）としての高分子結合剤として、例えば、（メタ）アクリル酸
、（メタ）アクリル酸エステル、（メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクリルアミド、
マレイン酸、スチレン、酢酸ビニル、塩化ビニリデン、マレイミド等の単独又は共重合体
、並びに、ポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル、ポリウレタン、ポリビニルブチラ
ール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、アセチルセルロース等が挙げられ
るが、中で、アルカリ現像性の面から、カルボキシル基含有重合体が好適であり、具体的
には、（メタ）アクリル酸と（メタ）アクリル酸エステルを共重合成分として含有する共
重合体が好ましく、このカルボキシル基含有重合体の酸価は１０～２５０が好ましい。
又、特開平１０－３１２０５５号公報に記載されるカルボキシル基及び不飽和結合を有す
るものも好ましい。
【００４２】
更に、本発明においては、高分子結合剤として、側鎖にエチレン性不飽和結合を有するも
のが感度、画像強度の点で好適であり、そのエチレン性不飽和結合として、特に、下記一
般式(IVa) 、(IVb) 、又は(IVc) で表されるものが好ましい。
【００４３】
【化７】
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【００４４】
〔式(IVa) 、(IVb) 、及び(IVc) 中、Ｒ6 は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ7 、Ｒ8 、
Ｒ9 、Ｒ10、及びＲ11は各々独立して、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、ジアルキル
アミノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、
置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基
を有していてもよいアルキルアミノ基、置換基を有していてもよいアルキルスルホニル基
、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、
置換基を有していてもよいアリールアミノ基、又は、置換基を有していてもよいアリール
スルホニル基を示し、Ｚは酸素原子、硫黄原子、イミノ基、又は、アルキルイミノ基を示
す。〕
【００４５】
ここで、Ｒ7 ～Ｒ11におけるアルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アルキルス
ルホニル基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアミノ基、アリールスルホニル基
の置換基としては、例えば、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アミノ基、ジ
アルキルアミノ基、ニトロ基、シアノ基、フェニル基、及び、ハロゲン原子等が挙げられ
る。
【００４６】
前記式(IVa) で表されるエチレン性不飽和結合を側鎖に有する高分子結合剤は、カルボキ
シル基含有重合体に、アリルグリシジルエーテル、グリシジル（メタ）アクリレート、α
－エチルグリシジル（メタ）アクリレート、グリシジルクロトネート、グリシジルイソク
ロトネート、クロトニルグリシジルエーテル、イタコン酸モノアルキルモノグリシジルエ
ステル、フマール酸モノアルキルモノグリシジルエステル、マレイン酸モノアルキルモノ
グリシジルエステル等の脂肪族エポキシ基含有不飽和化合物、又は、３，４－エポキシシ
クロヘキシルメチル（メタ）アクリレート等の脂環式エポキシ基含有不飽和化合物等を、
８０～１２０℃程度の温度、１～５０時間程度の時間で、カルボキシル基含有重合体の有
するカルボキシル基の５～９０モル％、好ましくは３０～７０モル％程度を反応させるこ
とにより得られる。
【００４７】
又、前記式(IVb) で表されるエチレン性不飽和結合を側鎖に有する高分子結合剤は、アリ
ル（メタ）アクリレート、３－アリルオキシ－２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレ
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ート、シンナミル（メタ）アクリレート、クロトニル（メタ）アクリレート、メタリル（
メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジアリル（メタ）アクリルアミド等の２種以上の不飽和基
を有する化合物と、又、前記式(IVc) で表されるエチレン性不飽和結合を側鎖に有する高
分子結合剤は、ビニル（メタ）アクリレート、１－クロロビニル（メタ）アクリレート、
２－フェニルビニル（メタ）アクリレート、１－プロペニル（メタ）アクリレート、ビニ
ルクロトネート、ビニル（メタ）アクリルアミド等の２種以上の不飽和基を有する化合物
と、それぞれ、（メタ）アクリル酸等の不飽和カルボン酸、又は更に不飽和カルボン酸エ
ステルとを、前者の不飽和基を有する化合物の全体に占める割合を１０～９０モル％、好
ましくは３０～８０モル％程度となるように共重合させることにより得られる。
尚、本発明の高分子結合剤の重量平均分子量としては、通常０．５万～２００万であり、
好ましくは３．５万～１５０万である。
【００４８】
本発明の光重合性感光層は、成分（Ｄ）として２５℃におけるｐＫｂ（解離定数）が７以
下であるアミンを含有することが特徴である。該アミンとしては、ｐＫｂが７以下であれ
ば脂肪族、脂環式、又は芳香族アミンのいずれでもよく、該アミン中の炭化水素基は置換
基を有していてもよい。又、モノアミンに限定されず、ジアミン、トリアミン等のポリア
ミンであってもよく、又、第１アミン、第２アミン、第３アミンのいずれであってもよい
。但し、ｐＫｂの点から実質的には、置換基を有していてもよい炭化水素基を有する脂肪
族アミンから選択される。
【００４９】
具体的にはブチルアミン、ジブチルアミン、トリブチルアミン、アミルアミン、ジアミル
アミン、トリアミルアミン、ヘキシルアミン、ジヘキシルアミン、トリヘキシルアミン、
ベンジルアミン、ジベンジルアミン、トリベンジルアミン、トリエタノールアミン、アリ
ルアミン、ジアリルアミン、トリアリルアミン等の、水酸基又はフェニル基で置換されて
いてもよい脂肪族アミンが挙げられる。
ｐＫｂは、好ましくは５以下である。アミンのｐＫｂの下限は好ましくは３以上である。
アミンのｐＫｂが本発明の範囲より大きい場合には、感光性平版印刷版の保存性に劣り実
用上問題となる。
一方本発明のアミンとしては、実用上感光層を塗布・乾燥した際、感光層に残る必要があ
ること、又臭気等の取り扱い性上問題が無い必要があることから、常圧下での沸点は８０
℃以上のものが好ましく、沸点が１５０℃以上で且つ常温（２５℃）で固体であれば特に
好ましい。その点を踏まえ、入手し易さなども考慮すれば、例えばトリベンジルアミンが
好ましい例として挙げられる。
【００５０】
本発明において、光重合性感光層を構成する光重合性組成物としての前記エチレン性不飽
和化合物、前記光重合開始剤、前記高分子結合剤、及び前記２５℃におけるｐＫｂが７以
下であるアミンの重量比は、光重合性組成物全体を１００重量％とした場合、エチレン性
不飽和化合物については、好ましくは１０～５０重量％、特に好ましくは１５～４０重量
％である。
光重合開始剤として、ラジカル発生剤については、好ましくは０．１～３０重量％、特に
好ましくは０．５～２０重量％、増感剤については、好ましくは０．０１～２０重量％、
特に好ましくは０．０５～１０重量％、重合加速剤については、好ましくは０．０１～３
０重量％、特に好ましくは０．０５～２０重量％である。
【００５１】
又、高分子結合剤については、好ましくは３０～９０重量％、更に好ましくは５０～８０
重量％である。
さらに、２５℃におけるｐＫｂが７以下であるアミンについては、好ましくは０．０５～
２０重量％、特に好ましくは０．０７～１０重量％である。
【００５２】
更に、本発明における光重合性組成物としては、各種添加剤、例えば、ヒドロキノン、ｐ
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－メトキシフェノール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール等の熱重合防止剤を成
分（Ａ）～（Ｄ）の混合物１００重量部に対して５重量部以下、有機又は無機の染顔料か
らなる着色剤を同じく２０重量部以下、ジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、
トリクレジルホスフェート等の可塑剤を同じく１０重量部以下、三級アミンやチオール等
の感度特性改善剤、フッ素系等の界面活性剤等の塗布性改良剤や現像促進剤を同じく１０
重量部以下、色素前駆体を同じく２０重量部以下等の割合で、含有していてもよい。
尚、感光性ジアゾ化合物の架橋反応を利用したネガ型感光層に光重合系を併用した系も一
般的に知られているが、本発明はこれらと一線を画するものであり、本発明の光重合性感
光層に感光性ジアゾ化合物を含まない場合に特に有利である。
【００５３】
本発明の光重合性感光層は上記成分により構成されるが、全構成成分の重量平均分子量が
３．５万以上であると感光層の物理的強度が強く感光層にキズがつきにくく、又、感光性
平版印刷版とした場合に合紙が貼りつきにしい点で好ましい。又、上限は特に限定されな
いが、現像性の点で１５０万以下が好ましい。
又、光重合性感光層中の、分子量が５０００以下の成分が５０重量％以下であると、上記
と同様の目的で好ましい。上記重量平均分子量及び分子量は、光重合性感光層を形成する
光重合性組成物の構成成分及び配合比を調整することで得ることができ、又、光重合性組
成物をゲルパーミエーションクロマトグラフィーによりポリスチレン換算重量平均分子量
分布を測定することにより求められる。
【００５４】
本発明の感光性平版印刷版において、前記光重合性感光層は、通常、前記各成分を適当な
溶媒に溶解した溶液として前記支持体表面に塗布された後、加熱、乾燥されることにより
、支持体上に該光重合性組成物からなる感光層が形成される。
【００５５】
ここで、その溶媒としては、使用成分に対して十分な溶解度を持ち、良好な塗膜性を与え
るものであれば特に制限はないが、例えば、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチ
ルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート等のセロソルブ系溶媒、プロピレ
ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレ
ングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチ
ルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールジメチルエーテル等のプロピレングリコ
ール系溶媒、酢酸ブチル、酢酸アミル、酪酸エチル、酪酸ブチル、ジエチルオキサレート
、ピルビン酸エチル、エチル－２－ヒドロキシブチレート、エチルアセトアセテート、乳
酸メチル、乳酸エチル、３－メトキシプロピオン酸メチル等のエステル系溶媒、ヘプタノ
ール、ヘキサノール、ジアセトンアルコール、フルフリルアルコール等のアルコール系溶
媒、シクロヘキサノン、メチルアミルケトン等のケトン系溶媒、ジメチルホルムアミド、
ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン等の高極性溶媒、或いはこれらの混合溶媒
、更にはこれらに芳香族炭化水素を添加したもの等が挙げられる。溶媒の使用割合は、光
重合性組成物の総量に対して、通常、重量比で１～２０倍程度の範囲である。
【００５６】
又、その塗布方法としては、従来公知の方法、例えば、回転塗布、ワイヤーバー塗布、デ
ィップ塗布、エアーナイフ塗布、ロール塗布、ブレード塗布、及びカーテン塗布等を用い
ることができる。塗布量は用途により異なるが、乾燥膜厚として、０．１～２０ｇ／ｍ2 

の範囲とするのが好ましく、０．５～５ｇ／ｍ2 の範囲とするのが更に好ましい。尚、そ
の際の乾燥温度としては、例えば、３０～１５０℃程度、好ましくは４０～１１０℃程度
、乾燥時間としては、例えば、５秒～１０分間程度、好ましくは１０秒～５分間程度が採
られる。
【００５７】
従来実用的に用いられている感光性平版印刷版は、ポリビニルアルコール等の水溶性ポリ
マー等からなる保護層を有するが、本発明の感光性平版印刷版は、感光層上に他の層を有
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さず、感光層が最表面に存する状態にある。
かかる本発明の感光性平版印刷版は、前記光重合性組成物からなる感光層を画像露光した
後、現像処理することにより、支持体表面に画像が形成され、平版印刷版とされる。
【００５８】
その際の露光光源としては、例えば、カーボンアーク、高圧水銀灯、キセノンランプ、メ
タルハライドランプ、蛍光ランプ、タングステンランプ、ハロゲンランプ、ヘリウムカド
ミウムレーザー、アルゴンイオンレーザー、ＹＡＧレーザー、ヘリウムネオンレーザー、
半導体レーザー等の従来公知の活性光源が用いられ、露光方法としては、密着露光、投影
露光法、レーザー直接露光法等従来公知の各露光方法が可能であるが、特に投影露光法や
紫外から赤外でのレーザー直接露光法が本発明を有効活用する上で好ましい。
【００５９】
又、その際の現像液としては、例えば、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム、珪酸リチウム、
珪酸アンモニウム、メタ珪酸ナトリウム、メタ珪酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、第二燐
酸ナトリウム、第三燐酸ナトリウム、第二燐酸アンモニウム、第三燐酸アンモニウム、硼
酸ナトリウム、硼酸カリウム、硼酸アンモニウム等の無機アルカリ塩、又は、モノメチル
アミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリ
エチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、モノブチルアミン、モ
ノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノー
ルアミン、ジイソプロパノールアミン等の有機アミン化合物等の０．１～１０重量％程度
の水溶液からなるアルカリ現像液が用いられる。
【００６０】
又、前記現像液には、画質向上、現像時間の短縮等を目的として、必要に応じて、例えば
、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテ
ル類、ポリオキシエチレンアルキルエステル類、ソルビタンアルキルエステル類、モノグ
リセリドアルキルエステル類等のノニオン系、アルキルベンゼンスルホン酸塩類、アルキ
ルナフタレンスルホン酸塩類、アルキル硫酸塩類、アルキルスルホン酸塩類、スルホコハ
ク酸エステル塩類等のアニオン系、アルキルベタイン類、アミノ酸類等の両性の界面活性
剤、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコール、エチルセロソルブ、ブチルセロソル
ブ、フェニルセロソルブ、プロピレングリコール、ジアセトンアルコール等の水溶性有機
溶剤、水酸基又はカルボキシル基を有する低分子化合物、消泡剤、ＥＤＴＡ等の硬水軟化
剤等を添加することができる。現像液のｐＨは、８～１４とするのが好ましい。
【００６１】
尚、現像は、浸漬現像、スプレー現像、ブラシ現像、超音波現像等の公知の現像法により
、通常、好ましくは１０～６０℃程度、更に好ましくは１５～４５℃程度の温度でなされ
る。尚、現像の前後に加熱処理したり、現像後に全面露光したりすることも可能である。
【００６２】
【実施例】
以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はその要旨を越えない限
り以下の実施例に限定されるものではない。
実施例１～４、比較例１～３
（１）支持体の製造
アルミニウム板（厚さ０．２４ｍｍ）を３重量％水酸化ナトリウム水溶液で脱脂した後、
１８．０ｇ／リットル硝酸浴中で、２５℃、８０Ａ／ｄｍ2 の電流密度で１５秒間、電解
エッチングした。次いで５０℃の１重量％水酸化ナトリウム水溶液で５秒間デスマット処
理した後、２５℃の１０重量％硝酸水溶液で５秒間中和し、水洗後、３０重量％硫酸浴中
で、３０℃、１０Ａ／ｄｍ2 の電流密度で１６秒間、陽極酸化処理し、水洗、乾燥して支
持体を得た。
【００６３】
（２）感光性平版印刷版１～７の製造
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上記支持体の表面に、表－１記載の成分及び配合比で調製した感光液を、バーコーターを
用いて乾燥膜厚が２ｇ／ｍ2 となるように塗布し、７０℃で３分間乾燥させて感光性平版
印刷版１～７を作製した。
尚、表－１に記載の各成分は下記の通りである。実施例１～４及び比較例１～３のいずれ
の感光層も、全構成成分の重量平均分子量は、３．５万以上である。
（Ａ）エチレン性不飽和化合物
Ａ－１；メタクリロイルオキシエチルホスフェートとビス（メタクリロイルオキシエチル
）ホスフェートとの１：１の混合物
Ａ－２；テトラメチロールメタンテトラアクリレート（新中村化学工業（株）製「ＮＫエ
ステル」）
Ａ－３；トリメチロールプロパントリアクリレート
【００６４】
（Ｂ）光重合開始剤
Ｂ－１（ラジカル発生剤）；ジシクロペンタジエニルチタニウムビス〔２，６－ジフルオ
ロ－３－（１－ピロリル）フェニル〕
Ｂ－２（ラジカル発生剤）；２－（４－メトキシフェニル）－４，６－ビス（トリクロロ
メチル）－ｓ－トリアジン
Ｂ－３（増感剤）；４，４’－ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン
Ｂ－４（増感剤）；下記のシアニン系色素
【００６５】
【化８】

【００６６】
（Ｃ）高分子結合剤
Ｃ－１；２－ヒドロキシ－３－アリルオキシプロピルメタクリレート（４０モル％）／ビ
ニルメタクリレート（３０モル％）／アクリロニトリル（１５モル％）／メタクリル酸（
１５モル％）共重合体（重量平均分子量７０万）
（Ｄ）アミン
Ｄ－１；トリベンジルアミン　(pＫb ＝約4.6 ／b.p.＝ 230℃(13mmHg))
Ｄ－２；ジアミルアミン　(pＫb ＝約3.5 ／b.p.＝ 200～210 ℃)
Ｄ－３；トリフェニルアミン　(pＫb ＝約9.5 ／b.p.＝ 365℃)
青インク（現像可視画剤）
顔料（Ｐ．Ｂ．１５：６）と分散剤（ビックケミー社製「Disperbyk １６１」）とを、重
量比２：１にてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに分散したもの（固
形分３０％）
溶剤
Ｓ－１；シクロヘキサノン
Ｓ－２；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
Ｓ－３；プロピレングリコールモノメチルエーテル
【００６７】
（３）評価
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表－１に示した。
（３－１）保存時感度安定性の評価１（実施例１～３、比較例１～２）
各感光性平版印刷版を、２５℃、４０％の湿度下、感光層表面に天然パルプ製の合い紙を
挟み、重ね合わせた状態で、表－１に示した日数保存した。得られた感光性平版印刷版を
回折分光照射装置（ナルミ社製「ＲＭ－２３」）を用いて露光後、三菱化学（株）製の現
像液「ＤＲ－５１」を所定の条件にて希釈したものを用い、現像液温度は３０℃、浸漬時
間は２０秒でバットを揺すってバット中で現像を行った。現像後、水洗して得られた画像
の高さより、波長４００ｎｍの光による光硬化に要するエネルギー量を求めた。
（３－１’）保存時感度安定性の評価２（実施例４、比較例３）
各感光性平版印刷版を、２５℃、４０％の湿度下、感光層表面に天然パルプ製の合い紙を
挟み、重ね合わせた状態で、表－１に示した日数保存した。得られた感光性平版印刷版を
、直径７ｃｍのアルミニウム製回転ドラムに光重合性感光層が外側になるように固定した
後、８３０ｎｍ、３０ｍＷの半導体レーザー（アプライトテクノ社製）のビームを２０μ
ｍに集光したビームスポットを用いて、５０～８００ｒｐｍの各種回転数にて走査露光し
、次いで、三菱化学（株）製の現像液「ＤＲ－５１」を所定の条件にて希釈したものを用
い、現像液温度は３０℃、浸漬時間は２０秒でバットを揺すってバット中で現像を行い、
水洗することにより走査線画像を形成させた。線画像が形成される露光ドラムの最高回転
数が高いほど、高感度であることとなる。
【００６８】
（３－２）保存時現像安定性の評価
各感光性平版印刷版を、２５℃、４０％の湿度下、感光層表面に天然パルプ製の合い紙を
挟み、重ね合わせた状態で、表－１に示した日数保存した。その後、それぞれの条件で保
存した感光性平版印刷版を現像処理した後、メチルセロソルブを１滴落として乾燥させ、
引き続いて現像インク（富士写真フィルム社製「ＰＩ－２」）でインク盛りをした。尚、
現像処理は三菱化学（株）製現像液「ＤＲ－５１」を所定の条件にて希釈したものを用い
、三菱化学（株）製の自動現像機「ＨＬ－８６０Ｘ」にて、液温３０℃、搬送速度６０ｃ
ｍ／分の条件で現像処理を行った。評価基準は下記の通り。
○；インクが全く付着しないレベル。
△；メチルセロソルブ滴下跡にインクが付着するレベル（非画線部に感光層が少し残存し
ていることを示す）。
×；目視で感光層が支持体表面に残っているレベル。
【００６９】
尚、上記評価は、印刷時の汚れ発生の間接指標であり、○は印刷物の非画線部に汚れが生
じることなく２万枚以上の良好な印刷が可能であることを、△は印刷初期から印刷物の非
画線部に汚れが発生することを、×は印刷初期から印刷物の非画線物に著しく汚れが発生
することを示す。
【００７０】
【表１】
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【００７１】
【発明の効果】
本発明によれば、感光層上に保護層を設けなくても、カブリを生じない保存安定性に優れ
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た、光重合性感光性平版印刷版を提供することができる。



(21) JP 4624579 B2 2011.2.2

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100082898
            弁理士　西山　雅也
(72)発明者  利光　恵理子
            神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１０００番地　三菱化学株式会社横浜総合研究所内

    審査官  古妻　泰一

(56)参考文献  特開平０６－１９４８３７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０３０８５８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０６５１２９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１９７６６８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２２０７５９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－００７７１５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２９０２６７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G03F   7/004
              G03F   7/00
              G03F   7/027
              G03F   7/029


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

